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Wysokodwoéjlomne materialy cieklokrystaliczne sg szeroko stosowane jako aktywne
medium elektro-optyczne w wielu niedisplejowych urzadzeniach pracujgcych w zakresie
promieniowania widzialnego, IR oraz ostatnio GHz oraz THz.

W procesie projektowania wysokodwoéjtomnych zwigzkéw ciektokrystalicznych, dobor
odpowiedniego rdzenia molekularnego oraz jego lateralnego podstawienia jest kluczowym
zagadnieniem wpltywajacym na wiasciwosci mezogenne (zakres i typ faz ciektokrystalicznych
oraz wlasciwosci anizotropowe — dielektryczne oraz optyczne). Gléwnym molekularnym
parametrem wplywajacym na warto$¢ dwodjtomnosci jest anizotropia polaryzowalno$ci
elektronowej, dlatego najczg$ciej stosowane rdzenie molekularne do  projektowania
wysokodojtomnych cieklych krysztalow bazuja na sprzezonych uktadach w elektronowych o
znacznej anizotropii ksztaltu. Z tego tez wzgledu najbardziej naturalnymi uktadami
rdzeniotwdrczymi sa pochodne oligofenyli oraz tolanow.

Prezentowane wyniki dotycza syntezy oraz wlasciwosci roznych klas zwigzkow
ciektokrystalicznych  bedacych pochodnymi oligofenyli oraz tolanéw. Projektowanie
nowoczesnych zwiazkoéw cieklokrystalicznych nie moze by¢ prowadzone w oderwaniu od ich
zastosowan oraz wymagan stawianych przez obecnie stosowane technologie cieklokrystaliczne,
dlatego poszczegodlne grupy prezentowanych materiatdw omawiane beda w nawigzaniu do ich
kluczowych zastosowan oraz wymagan technologicznych. Oproécz aspektu projektowania
syntezy, mocno zaakcentowana zostanie korelacja pomiedzy strukturg chemiczng a
wlasciwosciami fizykochemicznymi, optycznymi oraz spektralnymi omawianych zwigzkow,
nalezacych do nastepujacych klas materiatow cieklokrystalicznych: dielektrycznie dodatnie 1
ujemne nematyki, chiralne smektyki skosne (ferro 1 antyferroelektryki), domieszki chiralne oraz
nematyczne materialy dedykowane dla zastosowan w zakresie NIR oraz MWIR.



